














































专利名称(译) 像素限定层及其制造方法,阵列基板和显示装置

公开(公告)号 US20200212371A1 公开(公告)日 2020-07-02

申请号 US16/713295 申请日 2019-12-13

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 HOU WENJUN

发明人 HOU, WENJUN

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/00 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/0005 H01L51/003 H01L51/0007 H01L51/0017 H01L27/326 H01L51/56 H01L27/3246 H01L27
/3283

优先权 201910002338.3 2019-01-02 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种像素限定层及其制造方法,阵列基板和显示装置,属于显
示技术领域。 像素限定层包括以阵列布置的多个像素限定结构,其中,像
素限定结构包括彼此相对的第一底表面和第二底表面,以及位于第一底表
面和第二底表面之间的侧面。 。 由于侧面是非平面的,因此侧面与靠近
基础基板的底面之间的结构构成毛细管结构。 在喷墨打印过程中,溶解有
有机发光材料的溶液在毛细管结构的吸引下可以更均匀地散布。
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